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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成31年3月22日(2019.3.22)

【公開番号】特開2018-17888(P2018-17888A)
【公開日】平成30年2月1日(2018.2.1)
【年通号数】公開・登録公報2018-004
【出願番号】特願2016-148026(P2016-148026)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/111    (2015.01)
   Ｂ０５Ｄ   7/24     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/00     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   3/02     (2006.01)
   Ｂ０５Ｄ   5/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ  17/25     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ   7/40     (2018.01)
   Ｃ０９Ｄ 201/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｄ 183/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    1/111    　　　　
   Ｂ０５Ｄ    7/24     ３０３Ｂ
   Ｂ０５Ｄ    3/00     　　　Ｄ
   Ｂ０５Ｄ    3/02     　　　Ｚ
   Ｂ０５Ｄ    5/06     　　　Ｄ
   Ｃ０３Ｃ   17/25     　　　Ａ
   Ｃ０９Ｄ    5/00     　　　Ｚ
   Ｃ０９Ｄ    7/12     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  201/00     　　　　
   Ｃ０９Ｄ  183/00     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年2月1日(2019.2.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス板と、
　シリカを主成分とするバインダー、前記バインダーによって固定されたシリカ微粒子、
及び前記バインダーによって固定されたチタニア微粒子を含み、前記ガラス板の一方の主
面の少なくとも一部に形成された低反射コーティングと、を備え、
　前記低反射コーティングにおける、前記シリカ微粒子の含有率、前記チタニア微粒子の
含有率、及び前記バインダーにおけるシリカの含有率を、それぞれ、ＣSP質量％、ＣTP質
量％、及びＣBinder質量％と定義したとき、前記低反射コーティングは以下の関係を満た
し、
　３０質量％＜ＣSP＜６８質量％、
　１２質量％≦ＣTP＜５０質量％、
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　２０質量％＜ＣBinder＜４３．７５質量％、
　ＣTP／ＣBinder≧０．６、
　ＣSP≧５５質量％であるときにＣBinder＜２５質量％、及び
　ＣSP＜５５質量％であるときにＣTP＞２０質量％
　当該低反射コーティング付ガラス板における３８０ｎｍ～８５０ｎｍの範囲の波長の光
の平均透過率から前記低反射コーティングが形成されていない前記ガラス板における３８
０ｎｍ～８５０ｎｍの範囲の波長の光の平均透過率を差し引いた透過率ゲインが２．０％
以上である、
　低反射コーティング付ガラス板。
【請求項２】
　前記低反射コーティングは、ＣTP／ＣBinder＞０．８の関係をさらに満たす、請求項１
に記載の低反射コーティング付ガラス板。
【請求項３】
　前記低反射コーティングは、以下の関係をさらに満たす、請求項１又は２に記載の低反
射コーティング付ガラス板。
　３０質量％＜ＣSP≦６５質量％、
　１５質量％≦ＣTP≦４０質量％、及び
　２０質量％＜ＣBinder≦３０質量％
【請求項４】
　前記低反射コーティングは、以下の関係をさらに満たす、請求項１～３のいずれか１項
に記載の低反射コーティング付ガラス板。
　３５質量％≦ＣSP≦６０質量％、
　１５質量％≦ＣTP≦４０質量％、及び
　２０質量％＜ＣBinder＜２５質量％
【請求項５】
　前記低反射コーティングの、日本工業規格（JIS）R 1703-1:2007に定められた水に対す
る限界接触角が５°以下である、請求項１～４のいずれか１項に記載の低反射コーティン
グ付ガラス板。
【請求項６】
　JIS R 1703-1:2007に準拠して、前記低反射コーティングにオレイン酸を塗布した後に
１.０ｍＷ／ｃｍ2の強度の紫外線を照射したときに、前記紫外線の照射開始から前記低反
射コーティングにおける水の接触角が５°になるまでの時間が４０時間以下である、請求
項１～５のいずれか１項に記載の低反射コーティング付ガラス板。
【請求項７】
　低反射コーティング付基材を製造する方法であって、
　前記低反射コーティング付基材は、
　基材と、
　シリカを主成分とするバインダー、前記バインダーによって固定されたシリカ微粒子、
及び前記バインダーによって固定されたチタニア微粒子を含み、前記基材の一方の主面の
少なくとも一部に形成された低反射コーティングと、を備え、
　前記低反射コーティングにおける、前記シリカ微粒子の含有率、前記チタニア微粒子の
含有率、及び前記バインダーにおけるシリカの含有率を、それぞれ、ＣSP質量％、ＣTP質
量％、及びＣBinder質量％と定義したとき、前記低反射コーティングは以下の関係を満た
し、
　３０質量％＜ＣSP＜６８質量％、
　１２質量％≦ＣTP＜５０質量％、
　２０質量％＜ＣBinder＜４３．７５質量％、
　ＣTP／ＣBinder≧０．６、
　ＣSP≧５５質量％であるときにＣBinder＜２５質量％、及び
　ＣSP＜５５質量％であるときにＣTP＞２０質量％
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　当該低反射コーティング付基材における３８０ｎｍ～８５０ｎｍの範囲の波長の光の平
均透過率から前記低反射コーティングが形成されていない前記基材における３８０ｎｍ～
８５０ｎｍの範囲の波長の光の平均透過率を差し引いた透過率ゲインが２．０％以上であ
り、
　コーティング液を前記基材に塗布してコーティング膜を形成し、前記コーティング膜を
乾燥及び硬化させて前記低反射コーティングを形成し、
　前記コーティング膜を乾燥及び硬化させるときの前記基材の表面の最高温度が１２０℃
以上３５０℃以下である、
　方法。
【請求項８】
　前記コーティング膜を乾燥及び硬化させるときの前記基材の表面の温度が２００℃以上
である時間が５分以下である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記コーティング膜を乾燥及び硬化させるときの前記基材の表面の温度が１２０℃以上
である時間が３分以下である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記コーティング液は、シリカ微粒子、チタニア微粒子、前記バインダーの原料、及び
溶媒を含み、
　前記バインダーの原料は、シリコンアルコキシドを含み、
　前記溶媒は、水と混和し、かつ、１５０℃以下の沸点を有する有機溶媒を主成分として
含む、請求項７～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　低反射コーティング付基材の低反射コーティングを形成するためのコーティング液であ
って、
　前記低反射コーティングは、シリカを主成分とするバインダー、前記バインダーによっ
て固定されたシリカ微粒子、及び前記バインダーによって固定されたチタニア微粒子を含
み、前記基材の一方の主面の少なくとも一部に形成されており、
　前記低反射コーティングにおける、前記シリカ微粒子の含有率、前記チタニア微粒子の
含有率、及び前記バインダーにおけるシリカの含有率を、それぞれ、ＣSP質量％、ＣTP質
量％、及びＣBinder質量％と定義したとき、前記低反射コーティングは以下の関係を満た
し、
　３０質量％＜ＣSP＜６８質量％、
　１２質量％≦ＣTP＜５０質量％、
　２０質量％＜ＣBinder＜４３．７５質量％、
　ＣTP／ＣBinder≧０．６、
　ＣSP≧５５質量％であるときにＣBinder＜２５質量％、及び
　ＣSP＜５５質量％であるときにＣTP＞２０質量％
　当該低反射コーティング付ガラス板における３８０ｎｍ～８５０ｎｍの範囲の波長の光
の平均透過率から前記低反射コーティングが形成されていない前記ガラス板における３８
０ｎｍ～８５０ｎｍの範囲の波長の光の平均透過率を差し引いた透過率ゲインが２．０％
以上であり、
　当該コーティング液は、シリカ微粒子、チタニア微粒子、前記バインダーの原料、及び
溶媒を含み、
　前記バインダーの原料は、シリコンアルコキシドを含み、
　前記溶媒は、水と混和し、かつ、１５０℃以下の沸点を有する有機溶媒を主成分として
含む、
　コーティング液。
【請求項１２】
　前記シリコンアルコキシドの加水分解触媒として酸解離定数ｐＫａが２．５以下である
酸をさらに含む、請求項１１に記載のコーティング液。
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